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前言

　　真空镀膜技术既是应用广泛的工程技术，又是一门各学科交叉的边缘学科。
我们在编著本书的过程中，总结了多年来的科研生产实践成果和教学经验，参阅了大量国内外的相关
文献，综合参考并引用了国内外有关单位在薄膜制备方面的成熟资料与经验。
书中系统地阐述了真空镀膜技术与工艺的基本概念和基础理论、各种薄膜制备技术、设备及工艺、真
空卷绕镀膜技术、ITO导电玻璃真空镀膜工艺，尤其重点介绍了一些近年来新出现的镀膜方法与技术
，如反应磁控溅射技术、中频磁控溅射和非平衡磁控溅射技术、卷绕镀膜技术等；还详细介绍了薄膜
沉积与膜层的监控与测量以及表面与薄膜分析检测技术等方面的内容。
　　在编著方法上，将镀膜技术理论与工程实际结合，着重阐述各种镀膜技术的工作原理和工艺特点
，还结合实际介绍了生产实践中典型产品的镀膜工艺。
我们编著本书的目的就在于希望能够深入浅出地、全面系统地向读者介绍真空镀膜技术及其进展。
本书既注重真空镀膜技术的理论体系，又反映了真空镀膜技术工艺的最新发展，内容涉及真空技术、
薄膜物理、机械设计与制造、电磁学、自动控制技术等多学科知识，可供真空薄膜领域中的镀膜设备
设计、工艺研究、生产及管理等方面人员阅读，同时也可供各大专院校相关专业的师生使用。
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内容概要

　　《真空镀膜技术》共分10章，系统地阐述了真空镀膜技术的基本慨念和基础理论、各种薄膜制备
技术、设备及工艺、真空卷绕镀膜技术、ITO导电玻璃真空镀膜工艺，尤其重点介绍了一些近年来新
出现的镀膜方法与技术，如反应磁控溅射镀膜技术、中频磁控溅射镀膜和非平衡磁控溅射镀膜技术等
；还详细介绍了薄膜沉积及膜厚的监控与测量以及表面与薄膜分析检测技术等方面的内容。
　　《真空镀膜技术》具有很强的实用性，适合于真空镀膜行业、薄膜与表面应用、材料工程、应用
物理以及与真空镀膜技术有关的行业从事研究、设计、设备生产操作与维护的技术人员，也适用与真
空镀膜技术相关的实验研究人员和学生，还可用作大专院校相关专业师生的教材及参考书。
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章节摘录

　　1．2．3固体表面与界面的区别　　表面是指固体（或液体）边界上由不同于固体内部性质的那些
原子层所组成的一个相；而界面是指一个以两个均匀相为分界的面，它随相的种类不同而有相当不同
的特征。
　　物体与气体或真空的分界处为表面，有液相、固相（凝聚相）的边界与自由空间接触的特征。
固体表面的物理化学性能常与其内部的不同，这是因为在热力学平衡条件下，表面的化学组分、原子
排列、原子振动状态等都与体内不同。
因为表面向外的一侧没有邻近的原子，表面原子有一部分化学键伸向空洞，形成“悬挂键”，所以表
面具有很活跃的化学性质。
由于固体内三维周期势场在表面中断，因此表面原子的电子状态也与体内不同，显示出表面具有某种
特殊的力学、光学、电学、磁学和化学性能。
　　一般把液体与固体、液体与液体、固体与固体这些凝聚相间的分界处称为界面。
从分子角度上看，如果是液相，其分子就有能自由移动位置的界面；如果是固相，其分子或原子就有
固定位置的界面。
两种界面性质具有的特点相当不同。
有时，表面与界面难以区分，但在固体内部晶粒的界面可与表面明确区分，这些都显示了表面与界面
的区别。
表面是界面的一种特殊情况，是最简单的一种“界面”形式，从一定意义上讲，表面研究是理解更为
复杂的界面现象的基础。
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